Sub-mikrometrinis apdirbimas fs-UV interferenciniu metodu

Sub-micrometer machining by fs-UV interference method
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Sparti pramoniniy femtosekundiniy (fs) lazeriniy
sistemy su integruotais aukstos harmonikos moduliais,
kurie gali generuoti ultratrumpus UV impulsus, plétra
suktiré unikalia galimybg patenkinti rinkos poreikj
tiksliam ir efektyviam lazeriniam mikro-apdirbimui.
Siandien naudojamos klasikinés litografijos technikos
kartu su sausu ésdinimu yra létos [1]. Praktikoje tik
frezavimas fokusuotu jony pluostu (focused ion beam
milling) leidzia gaminti kokybiskus periodinius nano-
darinius, taiau ir Sis budas yra palyginti 1étas pavieniy
dariniy skenavimo metodas [2]. Siy trikumy neturi
interferencinis fs-UV apdirbimas.

Prane$ime bus pristatomas paprastas periodiniy
pazeidimy  gamybos  biuidas, taikant  Talboto
interferometra. Sj prietaisa sudaro cilindrinis lesis,
difrakciné gardelé ir du veidrodéliai, skirti pirmojo ir
minus pirmojo maksimumy suvedimui ant apdirbamos
medziagos pavirSiaus. Supaprastintas sistemos modelis
pateiktas 1 pav. Sis metodas pasizymi kompaktiska
konfigtracija, kadangi j lazerinio apdorojimo sistemas,
gali biti integruojamas kaip apdirbimo galvuté.
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1 pav. Talboto interferometro pavyzdys.

Naudojant treciosios harmonikos (343 nm) 300 fs
trukmés impulsus i§ sustiprintos Yb:KGV lazerinés
sistemos, galima gaminti makroskopines, strukturiskai
tvarkingas A =700-800 nm periodo difrakcines gardeles
ant puslaidininkiy, metaly, o ateityje ir dielektriniy
medziagy pavirSiaus. Tokios gardelés pavyzdys ant
silicio bandinio pateiktas 2 pav.

Sio tyrimo metu parodytas tikslumas, greitis ir
universalumas, kurj medziagy apdorojimo sferai suteikia
Talboto interferometrijos taikymas. Sis metodas
uztikrina paprastg sistemos derinima ir dariniy periodo
kontrolg ir atveria naujas galimybes nanoskalés struktiiry
kiirimui medziagos pavirsiuje, o tai gali biiti pritaikyta
jvairiose nanotechnologijy ir fotonikos srityse.

2 pav. A = 800 nm difrakciné gardelé Si pavirsiuje.
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